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摘要(译)

本发明公开了一种可用于相变型超声波造影剂的超声波照射装置，其中
不发生用于相变应用的超声波照射和用于治疗应用的超声波照射之间的
任何干扰。具有高频率和大的最大负压的超声波用于相变应用，并且具
有较低频率和较大幅度的最大正压的超声波用于治疗应用。
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